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Obtencéao e caracterizacao de filmes de WO; para utilizagcao em
dispositivos eletrocromicos

Laissa Rodrigues Esposti Pacheco, Herval Ramos Paes Junior

A demanda de engenharia por filmes com qualidade e eficiéncia cada vez maiores e dos
fabricantes de equipamentos microeletronicos por sistemas cada vez mais economicos e
com maior reprodutibilidade e controle dos parametros dos filmes, fez com que a pesquisa
em técnicas de deposicdo crescesse rapidamente. Dentre os varios tipos de dispositivos que
sdo formados por semicondutores baseados em filmes finos estéo incluidos os dispositivos
eletrocrdmicos que sdo aqueles capazes de variar sua coloragdo conforme uma corrente €
aplicada sobre estes. Além disso, dentre os tipos de filmes finos eletrocrémicos estudados
para utilizacdo nestes tipos de dispositivos, os formados pelo 6xido de tungsténio (WO3) tem
se mostrado 0s precursores mais promissores e mais amplamente pesquisados na
comunidade cientifica, porém suas propriedades podem ser ainda mais otimizadas através
de técnicas nanotecnoldgicas ou com o uso de dopantes metélicos para modificacdo de sua
estrutura cristalina e adequacao ao tipo de uso desejado. Os objetivos deste trabalho séo a
preparacao de filmes de é6xido de tungsténio (WO3) dopado com titanio sobre substrato de
vidro através da técnica de spray-pirélise e o estudo da influéncia das condi¢cdes de
deposicdo, processamento térmico, estequiometria do oxido e concentracdo de dopante
sobre suas propriedades elétricas, Oticas e estruturais. A deposicdo do filme de WO; sera
realizada pela técnica de spray-pirélise em substratos de vidro recobertos com SnO;:F
(FTO). Os parametros de deposicdo como temperatura de substrato, tempo de deposicéo,
fluxo e concentracdo da solucdo precursora serdo definidos conforme as caracteristicas
requeridas dos filmes. ApGs a obtencéo de filmes com caracteristicas iniciais satisfatorias, o
efeito dos parametros de deposicdo em propriedades como microestrutura, morfologia da
superficie, condutividade, propriedades Opticas e eletrocrbmicas serd investigado por
difracdo de raios X (DRX), microscopia de forca atbmica (AFM), microscopia confocal,
condutividade elétrica, espectrometria UV-VIS, eficiéncia de coloracdo e fluorescéncia de
raios X (FRX).
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